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RESUMO

Com o avango tecnologico e a busca por novos materiais os filmes de carbono-
tipo diamante (DLC) sdo recentemente de grande interesse para grupos cientificos e
tecnologicos, isso deve-se as suas propriedades, como alta adesdo do filme aos
substratos metalicos, baixo coeficiente de atrito, diferentes formas e obtencdo em
grandes escalas. O objetivo deste trabalho esta centrado na obtengdo de uma relagao
clara dos pardmetros de descarga e geracdo do plasma em funcdo da alta tensdo de
polarizagdo na obtencao do filme de DLC em substratos de liga de Titanio (Ti6Al4V)
geralmente muito usada em aplicagdes espaciais e industriais. Para a obtencdo destes
resultados, utilizou-se a técnica de deposi¢ao DC pulsada PECVD (Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition), esta possibilitou fazer a modificacdo da superficie e ao
mesmo tempo efetuar a deposi¢do do filme de DLC, efetuando manobras de trocas “in
situ” de gases e alteragdo de pardmetros de nucleagdo e de crescimento dos filmes de
DLC. Para isso, foram utilizadas algumas praticas laboratoriais, inicialmente com os
processos de polimento de amostras e em seguida, os procedimentos e técnicas de
nucleacao e crescimento dos filmes de DLC e as respectivas interfaces. As amostras
foram caracterizadas pelas técnicas de Perfilometria Optica e ensaios tribolégicos que
avaliaram a qualidade dos filmes e adesdo com o substrato utilizado.
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